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@ Optische Platte und Verf ahren zu deren Herstellung 

(57) Eine optische Platte mit e'lnem lichtdurchlassigen Sub- 
strat, einer darauf ausgebildeten Photolackschicht, die ein 
Harz, ein lichtempfindliches Material und eine Ballastverbin- 
dung umfafit und in ihrer Oberflache sehr kleine Vertiefun- 
gen besitzt. und einem auf der Photolackschicht ausgebilde- 
ten reftektierenden Film. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer solchen optischen Platte 
umfafit einen Schritt des Belichtens einer das Mchtdurchlas- 
sige Substrat und die darauf ausgebildete Photolackschicht 
aufweisenden Voriage mittels eines fokussierten Laser- 
strahls, einen Schritt des Entwickelns dieser Voriage. um in 
der Oberflache der Photolackschicht sehr kleine Vertiefun- 
gen auszubilden, einen Nachbrennschritt des Erwarmens der 
Photolackschicht, um diese zu fixieren, einen Schritt .des 
Bestrahlens einer Oberflache der Voriage mit ultravtoletten 
Strahlen, einen Schritt des Ausbildens eines reftektierenden 
" Films auf der Photolackschicht und einen Schritt des 

C Ausbildens eines Schutzfitms auf dem reflektierenden Film. 
Da dieses Verfahren nur verhaltnismaSig einfache Schritte 
umfa&t, ist es fur die Herstellung von vtelen verschiedenen 
optischen Platten in jeweils geringer Stuckzahl geeignet. 
Alternativ kann das Verfahren nach dem Schrin des Bestrah- 
lens mit ultra violetten Strahlen einen Schrin aufw tsen, in 
dem eine Obertragungsschicht aus einem lichtdurchlassigen 
und mittels ultravioletter Strahlen hartenden Harz auf der 
Ot>erf}ache der Photolackschicht ausgebildet wird. 
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Beschreibung . 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optische Platte und ein Verfahren zu deren Herstellung. 
In Fig. 3 ist ein herkommliches Verfahren fiir die Herstellung von optischen Flatten wie etwa von Bildplatten 
5 gezeigt. GemaQ diesem Verfahren wind zunachst eine eine Photolackschicht 2 aufweisende Photoresistvorlage, 
dije auf der Hauptflache einer Glasscheibe 1 gleichmaQig verteilt ist« wie in Fig. 3(a) gezeigt, vorbereitet, 
anschlieBend wird aiif die Photolackschicht 2 ein Laserstrahl La gerichtet, der gemaB einem vorgegebenen 
Signal intermittterend eingeschaltet wird, um auf der Photolackschicht 2 ein gespeichertes Bild in Form einer. 
spiralfdrihig oder konzentrisch geformten Reihe von Punkten,die einer vorgegebenen Information entsprechen, 

10 zu erzeugen. Dann wird die belichtete Photoresistvorlage entwickelt. um auf ihr eine Reihe von sehr kleinen 
Eintiefungen (die im foigenden als **Gruben*' bezeichnet werden) zu schaffen, die dem aufzuzeichnenden Signal 
entsprechen, so daB sich eine entwickelte Photoresistvorlage ergibt, die die mit den Gruben versehene Photo- 
lackschicht 2 (Informationsaufzeichnungsschicht) und die Glasscheibe < aufweist, wje^^ Ftgi 3(b) .gezeigt jsL 
" Dann wird die PhotoIackschicKt 2 auf dieser entwickelten Photoresistvorlage mit dem Ziel ihrer Fixierung auf 

15 der Glasscheibe 1 getrocknet (nachgebrannt), so daQ sich eine getrocknete Photoresistvorlage ergibt, wie in 
Fig. 3(c) gezeigt ist. AnschlieBend wird die Photolackschicht 2 mit einem Metall wie etwa Silber oder Nickel 
bedampft, um auf ihr einen leit^nden Film 3 zu bilden, wora lis sich eine.Vbrlage 3a der Photoresistvorlage mit 
einer Laminierungsstruktur ergibt, wie sie in Fig. 3(d) gezeigt ist. Das bedeutet, daQ die die Gruben aufweisende 
Informationsaufzeichnungsflache durch die Bedampfung der Photolackschicht mit einem Metall leitend gemacht 

20 wird. AnschlieBend wird die erhaltene Mutterphotoresistvorlage in ein Nickel-Galvano-Formungsbad einge- 
taucht, um auf dem leitenden Film 3 mittels Elektroplattierung Nickel (Ni) aufzubringen, um eine dicke Nickel- 
schicht 4 Oder einen Nickelstempel zu schaffen, wodureh eine Platte erhalten wird, wie sie in Fig. 3(e) gezeigt ist. 
AnschlieBend wird der Stempel oder die Nickelschicht 4 von der Glasscheibe 1 abgetrennt, wie in Fig. 3(f) 
gezeigt ist. Die Photolackschicht 2 und der leitende Film 3, die auf dem Stempel verbleiben, werden daraufhin 

25 beseitigt, wodureh ein Nickelstempel geschaffen wird, wie er in Fig. 3(g) gezeigt ist Dann wird der Nickelstem- 
pel an einer vorgegebenen Position einer SpritzguBmaschine angebracht und festgeklemmt Weiterhin wird in 
den Nickelstempel ein lichtdurchlassiges Harzmaterial wie etwa geschmolzenes und flieBfahiges PMMA (Poly^ 
methylmethacrylat) oder PC (Polycarbonat) gespritzt. wobei das Harzmaterial. nach seinem Ausharten abge- 
nommen wird, um einen Abdruck der optischen Platte mit einer vorgegebenen Informationsaufzeichnungsflache 

30 zu schaffen. 

Auf dem auf diese Weise erhaltenen Abdruck wird ein reflektierender Film wie etwa ein Aluminiunifilm unter 
Verwendung bekannter Verfahren abgeschieden. anschlieBend wird der reflekiierende Film mit einem Schutz- 
film uberzogen, wodureh die optische Platte erhalten wird. Im allgemeinen werden zwei auf diese Weisie 
erzeugte optische Flatten aneinandergeklebt und einem EndbearbeitungsprozeB unterworfen, so daB sich eine 
35 doppelseitige optische Platte ergibt. 

Bei diesem herkommlichen Verfahren sind jedpch einerseits viele GialvanoformungsscHritte erforderlich, bis 
der Stempel fertiggestellt ist, so daB fiir den Vorgang der Elektroplattieriing viel Zeit erforderlich ist; anderer- 
seits wird ftir die Erzeugung des Abdrucks eine verhaltnismaBig groBe SpritzgiiBmaschine benotigt. Da die 
Produktion des Stempels viel Zeit in Anspruch nimmt und teuer ist, ist das herkdmmliche Verfahren fUr die. 
40 Produktion von mehreren optischen Flatten, die die derzeitige Tendenz zur Herstellung vieler verschiedener 
Typen von audiovisueller Software in jeweils kleiner Stuckzaihl erfullen, nicht optimal geeignet. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine optische Platte und ein Verfahren zu deren 
Herstellung zu schaffen, wobei die optische Platte fiir die Produktion vieler verschiedener Typen von optischen 
Flatten in jeweils geringer Stiickzahl und fur die Massenproduktion von optischen Flatten mittels verhaltnisma- 
45 Big einfacher Prozesse geeignet sein soil. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der gattungsgeniaBen Art gemaB einem ersten Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung gelost durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1. 

Diese Aufgabe wird ferner bei einer optischen Platte der gattungsgem^Ben Art erf indungsgemaB geldst durch 
die Merkmale im kennzeichnenden Teii des Anspruches 2. 
50 SchlieBlich wird die Aufgabe bei einem Verfahren der gattiingsgemaBen Art gem^B einem weiteren Aspekt 
der vorliegenden Erfindung geldst durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 3. 

ErfindungsgemaB kann die Anzahl der Produktionsschritte fiir die optische Platte verrihgert werden, auBer- 
dem kann die Lebensdauer der optischen Platte verlangert werden. 

Ferner kann erf indungsgemaB die fiir die Herstellung eines Stempels erforderliche Zeit abgekiirzt werden, 
55 wodureh das Herstellungsverfahren fiir die optische Platte vereinfacht wird. 

Die Erfindung wird im foigenden anhand bevprzugter Ausfiihrungsformen mit Bezug auf die Zeichnungen 
n^her erlSutert; es zeigen: 

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt der Elemente in den einzelnen Schritten eines Herstellungsverfahrens 
fur eine optische Platte gemaB einer ersten Ausftihrungsform der vorliegenden Erfindung; 
60 Fig. 2 einen schematischen Querschnitt der Elemente in den einzelnen Schritten eines Herstellungsverfahrens 
fiir eine optische Platte gennaB einer zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 3 einen schematischen Querschnitt der Elemente in den einzelnen Schritten eines herkommlichen Her- 
stellungsverfahrens fiir eine optische Platte. 

In dem Herstellungsverfahren gemaB der ersten Ausfiihrungsform wird zunachst mittels eines Schleuderbe- 
65 schichtungsverfahrens oder dergleichen eine Photoresistvorlage geschaffen. die eine Photolackschicht 20 auf- 
weist, die auf der Hauptseite eines gereinigten. lichtdurchlassigen Substrats 10 aus Glas, PMMA. PC oder 
dergleichen gleichmaBig ausgebildet ist. Wie in Fig. 1(a) gezeigt, wird auf die Photolackschicht 20 ein Laserstrahl 
La gerichtet, der gemaB einem vorgegebenen Signal intermittierend eingeschaltet wird, um auf der Photolack- 
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schicht 20 ein gespeichertes Bild in einer spiralformigen oder konzenirischen Reihe von Punklen. die der 
vorgegebenen Information entsprechen, zu erzeugea Die Phoiolackschicht 20 umfaBt ein Harz, ein lichtemp- 
findliches Material lind eine Ballastverbindung, deren Zusammensetzung waiter unten beschrieben wird. 

AnschlieBend wird die belichtete Phoioresisivorlage eniwickeli, um auf dieser eine Reihe von sehr kleinen 
Eintiefungen zu schaffen. die dem aufzuzeichnenden Signal entsprechen: dadurch wird eine entwickelte Photore- 5, 
sistvorlage erhalien, die die mit Gruben versehene Photolackschicht 20 (informattonsaufzeichnungsschicht) und 
daslichtdurchlassigeSubstratlOaufweist.wiein Fig. l(a)gezeigt ist. 

Die Photolackschicht 20 auf dieser entwickelten Photofesistvorlage wird erwarmt und mit dem Ziel ihrer 
Fixierung auf dem iichtdurchl^ssigcn Substrat 10 getrocknet (nachgcbrannt), wodufch sich eine getrocknete 
Photoresistvorlageergibt.wieinFig. l(c)gezeigtist. ' 10 

Dann wird die Photolackschicht 20 mit Ultravioletistrahlen bestrahlt. wie in Fig. 1(d) gezeigt um die Vernet- 
zung des Harzes in der Photolackschicht 20 zu beschleuhigen, damit die Photolackschicht als Informalionsauf- 
zeichnungsfl^che ausgehartet wird. 

AnschlieBend wird auf der die Reihe von sehr kleinen Gruben aufweisenden Informationsaufzeichnungsflache 
ein reflektierender Film 30 aus Aluminium oder dergleicheh ausgebildet, wie in Fig. 1(e) gezeigt ist, woraufhin .15 
dieser reflektierende Film 30 mil einem Schutzfilm uberzogen wird, wodurch eine optische Platte erhalten wird^ 

Das Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemaQ dieser ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden* 
• Erfindung ist bis zum Schritt des Nachbrennens mit dem herkommlichen Verfahren identisch. Ein wesentliches 
erfindungsgema&es Merkmal dieser Ausfuhrungsform umfaBt die Ausfuhrung des Schrittes des Beschleunigens 
des Verneizens der Photolackschicht 20 nach dem Schritt des Nachbrennens. 20 

Genauer dient die Plattenstruktur gemaB dieser ersten Ausfuhrungsform, die den reflektierenden Film um- 
faBt, der auf der die Gruben aufweisenden Photolackschicht ausgebildet ist, bei der Produktion einer oder 
mehrerer optischer Platten als eine solche optische Platte. Es ist daher notwendig, die von der Zeit abhangige 
Verschlechterung der Photolackschicht 20 zu unterdriicken und die Korrosion des reflektierenden Filmis durch 
die Photolackschicht zu verhindern. Dazu wird die Vernetzung der Photolackschicht 20 beschleunigt, um diese 25 
Photolackschicht 20 schneller zu stabilisieren, damit die gleichzeitig stattfindende Korrosion des reflektierenden 
Films unterdriickt wird- 

Im Stand der Technik ist versucht worden, die Plattenstruktur, die eine Gruben aufweisende und mit einem 
reflektierenden Film uberzogene Photolackschicht 20 aufweist, direkt als optische Platte zu verwenden. Die sich 
daraus ergebende optische Platte konnte jedoch ihfe Leistungsmerkmale aufgrund der Verschlechterung der 30 
Photolackschicht und des mit der Photolackschicht eng verbundenen reflektierenden Films nicht uber eine lange 
Zeitperiode beibehalten. Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren gemaQ der ersten Ausfuhrungsform kdnneh - 
sowohl diese Nachteile als auch die obenerwahnten Probleme des Standes der Technik beziiglich des zeitauf- * 
wendigen Herstellungsprozesses und der vielen Produktionsschritte beseitigt werden. Die durch das Verfahren 
gemaB dieser Ausfuhrungsform erhaltene optische Platte bendtigt wahrend des gesamten Produktionsprozesses 35 
keinen Stempel fiir die Erzeugung eines Abdrucks, so daB sie eine getreue Informationsaufzeichnungsflache 
erhalt! 

Wie oben beschrieben, konnen mit dem Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemaQ der ersten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung die Produktionsschritte vereinfacht werjden, so daO dieses Verfah^ 
ren fur die Produktion von optischen Platten in gertnger Stuckzahi geeignet ist; daher ist mit diesem erfindungs- ' 40 
gemaBen Verfahren das Problem vielfaltiger Typen von audiovisueller Software in jeweils geringer StOckzahl 
beherrschban Die erfindungsgemMQe optische Platte kann eine Informationsaufzeichnungsflache mit richtig 
geformten Gruben erhalten. 

Nun wird die zweite Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. Bei der Herstellung einer 
Oder mehrerer optischer Platten kann ein Verfahren angewendet werden, bei dem das als Informationsaufzeich- 45 
nungsfiache dienende Muster der sehr kleinen Gruben der Mutterphotoresisivorlage unter Verwendung eines 
Harzstempels und nicht eines Metallstempels ubertragen wird und anhand dieses Harzstempels ein Abdruck 
erstellt wird. Dieses Abdruck-Herstellungsverfahren ist ein sogenanntes 2P- Verfahren (Photopolymer- Verfah- 
ren). bei dem ein ("2P" genanntes) Photopolymer-Fluid verwendet wird. das ein durch Ultraviolettstrahlen 
hartendes Harz ist, mit dem die Informationsaufzeichnungsflache uberzogen wird. wobei die Schicht gem^Q 50 
diesem Verfahren anschlieBend mit ultravipletten Strahlen bestrahlt wird. um das 2P zu harten und anschlieBend 
das gehartete 2P als Obertragungsschicht fur die IhformationsaufzeichnungsflSche verwendet wird. Bei der 
Obertragung der Informationsaufzeichnungsflache, die der Schaffung eines Abdrucks unter Verwendung des 
2P-Verfahrens dient, muB auf der Oberflache der Photolackschicht der Mutierphotoresistvorlage eine Sperr- 
schicht wie etwa ein Metallfilm ausgebildet werden, um eine Korrosion des Photoresists durch das 2P-Material 55 
zu verhindern. Die Ausbildung der Sperrschicht kann die folgenden dret Probleme (1) bis (3) zur Folge haben, die 
jedoch durch das Verfahren gemaQ der zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beseitigt werden 
kdnnen. 

1) Die Ausbildung des Metallfilms ist schwierig und zeitaufwendig. 60 

2) Da die Sperrschicht auf den in der Photolackschicht ausgebildeten Gruben vorgesehen wird, werden die . . „. 
Formen der Gruben auf der Obertragungsflache geandert. was eine Verschlechterung der Reproduktion 

der Signale aus der mittels des Harzstempels aus einem Abdruck erhaltenen optischen Platte zur Folge hat. 

3) Da die Abdeckungsabdeckung aus einer Reinraum-Atmosphare entnommen und anschlieBend in einer 
Dampfabscheidungsmaschine angeordnet wird, kann an der Abdeckung Staub anhaften, der Signalausfalle es 
zur Folge haben kann. 

Nun wird das' Herstellungsverfahren fiir eine optische Platte gemaO der zweiten Ausfuhrungsform der 
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to 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



vorliegenden Erfindung, mit dem die obenerwahnten Probleme beseitigt werden konnen, beschneben. 

Zunachst wird auf der Hauptseite einer gereinigten. lichtdurchlassigen Platte 100 ausGlas^die als Substrat der 
Photoresistvorlage dieni, eine Photolackschicht 200 gleichmaBig ausgebildet, wobei em Schleuderbeschich- 
tungsverfahren oder dergleichen verwendet wird und die Photoresistvorlage geschaffen wird. Wie m Fig. 2(a) 
gezeigt wird die Photolackschicht 200 mit einem Laserstrahl U bestrahlt, der gemaS emem vorgegebenen 
aufzuzeichnenden Signal iniermitiierend eingeschaltet wird. so daB auf der Photolackschicht 200 em gespeicher- 
tes Bild in Form spiraligformiger oder konzentrischer Reihen yon Punkten. die der vorgegebenen Information 
entsprechen, ausgebildet wird. Die Photolackschicht 200 umfaBt ein Harz, ein lichtempfindliches Material und 
eine Ballastverbindung.deren Zusammensetzung weiter unten beschneben wird. 

AnschlieBend wird die belichtete Photoresistvorlage entwickelt. wodurch auf dieser eine Reihe von sehr 
kleinen Eintiefungen. die dem aufzuzeichnenden Signal entsprechen. geschaffen wird, woraus sich eine entwik- 
kelte Photoresistvorlage ergibt, die die mit Gruben versehene Photolackschicht 200 (Informationsaufzeich- 
nungsschicht) und die lichtdurchlassige Platte 100 enthalt. wie in Pig. 2(b) gezeigt ist ^ 

AnschlieBend wird die Phbtolackschicht 200 auf dies^ entwickelten Vbflage erwarmt und mit dem Ziel ihrer 
Fixierung auf der lichtdurchlassigen Scheibe 100 getrocknet (nachgebranni), wodurch eine getrocknete Photore- 
sistvorlage erhalten wird, wie in Fig. 2(c) gezeigt ist. . . ^. 

AnschlieBend werden auf die Photolackschicht 200 ultravioleite Strahlen gerichtet, wie m Fig. 2(d) gezeigt ist, 
urn die Vernetzung des Harzes in der Photolackschicht 200 zu beschleunigen, damit die als Informationsauf- 
zeichnungsflache dienende Photolackschicht aushartet, wodurch sich eine Mutterphotorcsistvorlage ergibt 
AbschlieBend wird die sehr kleine Gruben aufweisende Informationsaufzeichnungsfiache mit einem 2P-Fluid, 
das ein mittels uitravioletter Strahlen hartendes Harz ist. uberzogen, woraufhin auf die so Qberzogene Informa- 
tionsaufzeichnungsfiache ultravioletie Strahlen gerichtei werden, um das 2P-Fluid zu einer Ubertragungsschicht 
400 der Informationsaufzeichnungsflache zu harten, wie in Fig. 2(e) gezeigt ist. Diese Ubertragungsschicht 400 
kann auf einer geeigneten Stempelhalteplatte gehalten werden. Zu diesem Zweck kann die Ubertragungsschicht 
400 zwischeri der entwickelten Photoresistvorlage und einer (nicht gezeigten) Stempelhalteplatte, die im oberen 
BereichderDarstellungvorgesehen wird. ausgebildet werden. «. 

Pann wird die Obertragungsschicht 400 von der entwickelten Vorlage abgetrennt, wie in Fig. 2(f) gezeigt ist. 
Das heiBt, daB die Obertragungsschicht 400 einen Harzstempel darstellt 

Bis zum Schritt des Nachbrennens ist das Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der zweiten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung mit dem herk6mmlichen Verfahren identisch. Ein wesentliches 
Merkmal dieser zweiten Ausfuhrungsform umfaBt die Schaffung des Schrittes des Beschleunigens der Vernet- 
zung der Photolackschicht 200 nach dem Schritt des Nachbrennens. ' 

Genauer wird gemaB der zweiten Ausfuhrungsform bei der Herstellung einer oder mehrerer optischen 
Flatten die Vernetzung der Photolackschicht beschleunigt. um den Widerstand gegenUber dem 2P-Material zu 
erhdhen, um so eine 2P-Gbertragung auf der Photolackschicht zu verwirklichen, ohne daB erne Sperrschicht 
vorgesehen werden muB. -n j 

Wie oben beschrieben. konnen mit dem Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der zweiten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung die Herstellungsschritte vereinfacht werden, wobei eine getreue 
Obertragung der Informationsaufzeichnungsflache im HerstellungsprozeB der optischen Platte erzielt wird, so 
daB dieses Verfahren fiir die Herstellung von optischen. Flatten in geringer Stuckzahl geeignet ist; daher ist mit 
diesem Verfahren die Herstellung vielfaltiger Typen yon audioyisueller Software in jeweils germger Stuckzahl 

beherrschabar. , . . r>i uoj 

Vorzugsweise umfaBt die Photolackschicht des Herstellungsverfahrens fiir optische Flatten gemiD der ersien 

und der zweiten Ausfuhrungsform die im folgenden angegebenen Komponenten (t ) bis (3). 
(1) Harzkomponente (Basispolymer): Vorzugsweise umfaBt das Harz im wesentlichen Kresol-Novolak. das 

durch die folgende chcmische Formel 1 gegeben ist. 



(1) 
CH2-4— 



55 



60 




CH, 



(n ganze Zahl) 



(2) Lichtempfindliches Material: Vorzugsweise umfaBt das lichiempfindliche Material hauptsachlich den Ester, 
der aus 1.2-Naphthochinon-Diazo-5-Sulfonchlorid gebildet wird, wobei dieses Chlorid durch die folgende chemi- 
sche Formel 2 und durch eine Ballastverbindung. die durch eine der weiter unten angegebenen Formeln 3 bis 15 
Oder durch ein Gemisch derselben dargestelh wird. gegeben ist. 



65 \y\J (2) 
SOiCl 
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(3) Ballastverbindung: Vorzugsweise wird die Ballastverbindung durch eine der folgenden Formeln 3 bis 15 
dargestellt und in einer Menge von 3 bis 9 Gewichts- % relativ zumgesam ten. Photoresist beigemischt. 




(3) 



HO OH 




O 



(4) 



10 



15 



HO 



OH 




OH 



OH 



OH 



OH 



(5) 



(6) 



(7) 



20 



35 



30 



35 



HO 



HO 
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(8) 



(9) 



(10) 



(R stellt eine Alkylgruppe dar) 



0 = C — NHR 




01) 



HO I OH 

OH r,. 
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55 
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(R Stellt eine Alkylgruppe dar) 
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HO HO 



OH 



(12) 



to 



HO 



CH3 




(13) 



CH3 



15 HO 



20 



HO 



25 



OH 




CHy 



CHj 



30 



Die durch ultraviolette Strahlen induzierte (hv-induzierte) Photoreaktioh des lichtempfindlichen Materials des 
Photoresists wie etwa Naphthochinon-Diazo, das durch die Formel 2 dargestellt wird, lauft enisprechend der 
unten angegebenen chemischen Formel 16 ab- 
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Umordnung 




(Naphthochinon-Diazo) 



(indenketen) 



Bezuglich der Beschleunigung der Vernetzung kann festgestellt werden. daB bei einer direkten Erwarmung 
(Brennen)de$ leicht vernetzbaren Indenketens oder bei Einwirkung von Licht (Ultraviolettstrahlen) auf das in 
einem wasserfreien Zustand befindliche Indenketen das Basispolymer durch dieses Indenketen wirksam vemetzi 
wird. Insbesondere im Falle des Kresol-Novolak. das die Hauptkomponcnte des Basispolymers des vorhandenen 
positiven Photoresists darstellt. schafft die Beschleunigung von dessen Vernetzung schlieBlich ein stabiles 
warmehartehdes Bakelit (Kresolformalinharz). Die Ballastverbtndung ermoglicht es. an seine OH-Gruppen ein 
lichtempfindliches Material anzufugen, wodurch die Einbringung einer groBen Menge von lich tern pfindlichem 
Material in das Resist gewahrleistet wird. Dadurch kann der Verneizungsgrad mit dem Basispolymer erhdht 
werden. 

PatentansprOche 

1 . Herstellungsverf ahren f ur eine optische Platte, gekennzeichnet durch 

einen Belichtungsschritt. in dem ein fokussierter Laserstrahl (La) auf eine ein lichtdurchlassiges Substrat (10) 
und eine darauf ausgebildete Photolackschicht (20) umfassende Vorlage gerichtet wird. wobei in diesem 
Schritt die ein Harz. ein lichtemplfindliches Material und eine Ballastverbindung enthaitende Photolack- 
schicht (20) belichtet wird; 

einen Entwicklungsschritt. in dem die Vorlage (10, 20) entwickelt wird. urn in der OberfUche der Photolack- 
schicht (20) sehr kleine Vertiefungen auszubilden; 

einen Nachbrennschritt des Erwarmens der Photolackschicht (20), um diese zu fixieren; 

einen Ultraviolettbestrahlungsschritt. in dem die Oberflache der Vorlage (10,20) mit uhravioletten Strahlen 

bestrahlt wird; 

einen Schritt des Ausbildens eines reflektierenden Films (30) auf der Photolackschicht (20); und 
einen Schritt des Ausbildens eines Schutzfilms auf dem reflektierenden Film (30). 

2. Optische Platte, mit 
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einem lichtdurchiassigen Substrat (10); 

einer Photolackschicht (20), die auf dem lichtdurchiassigen Substrat (10) ausgebildet ist und sehr kleine 
Vertiefungen aufweist; und 

einem reflektierenden Film (J0\ der auf der Photolackschicht (20) ausgebildet isi, 

dadurch gekennzeichnet, daQ die Photolackschicht (20) ein Harz, ein lichtempfindliches Material und eine 5 
Baliastverbindung aufweist. 

3. Herstellungsverfahren fur eine optische Platte, gekennzeichnet durch 

einen Belichiungsschritt, in dem ein fokussierter Lasersirahl (La) auf eine ein lichidurchlassiges Substrat 
(100) und eine darauf ausgcbildcte Photolackschicht (200) umfassende Vorlage gerichtet wird. wobei in 
diesem Schriit die ein Harz. ein lichtempfindliches Material und eine Baliastverbindung umfassende Photo- 10 
lackschicht (200) belichtet wird: 

einen Entwicklungsschritt in dem die Vorlage (100, 200) entwickelt wird, um in einer Oberflache der 
Phptolackschicht (200) sehr kleine Vertiefungen auszubilden; 

einen Nachbrennschritt, in dem die Photolackschicht (200) erwMrmt wird, um diese zu fixieren; 

einen Uhraviolettbestrahlungsschritt. in dem eine Oberflache der Vorlage (100. 200) mit ultravioletten 15 

Strahlen besirahlt wird; und 

einen Obertragungsschritt, in dem eine Ubertragungsschicht (400) aus einem lichtdurchiassigen. mittels 
ultravioletter Strahlen hartenden Harz auf der OberflSiche der Photolackschicht (200) ausgebildet wird. 
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